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１．概要（Summary） 

ZnO:Al薄膜は絶縁体であるので通常 rfスパッタリン

グにより成膜される。人工的に酸素欠陥を導入した導電

性を有する ZnO:Al ターゲットが開発され、直流電源での

スパッタリングが可能となった。しかし、ターゲットが酸化物

であるため酸素負イオンが生成し、ZnO:Al膜に入射し酸

素欠陥を生じる。これを回避するために、軸外し位置を新

たに発見し、品質の良い ZnO:Al膜を成膜することができ

た。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 小型微細形状測定機一式

（ET200） 

 

【実験方法】 

 ZnO:Al(Al2O3として 2wt%含有)ターゲットを用いて、

ガラス基板上に直流スパッタリングで ZnO:Al膜を室温で

成膜した。Arガスを 10SCCMで流し、400Wで 20分

成膜した。 

 銀膜は AgPd合金ターゲット（Pd5％）を用いて成膜し

た。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig.1 Specular Reflectance of AgPd film in ‘17-8-2.  

Fig.2 Specular Reflectance of AgPd film in ‘17-8-

23. 

 

まず、AgPd膜の安定性を確かめた。2017年 7月 4

日、5日でスパッタリングした試料を空気中に放置した。8

月 2日に正反射率を測定し(Fig.1)、さらに 20日あまり

放置し正反射率を測定した(Fig.2)。反射スペクトルは変

化していなかった。Agに Pd を添加した効果が確認でき

た。 

 銀はスパッタ率が高いので短時間でも厚い膜が成膜さ

れる。2分間のスパッタリングで厚さ 400nmの膜が成膜

された。 
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